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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月9日(2008.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(１)アロファネート基；(２)化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和化合物
と反応する基(放射線硬化性の基)；および(３)任意にＮＣＯ反応性の基；を含有するバイ
ンダーの製造方法であって、
　(Ａ)ウレトジオン基を含有する１またはそれ以上のＮＣＯ官能性化合物を、
　(Ｂ)イソシアネート反応性の基を含有し、かつ、化学線への暴露時に重合を伴ってエチ
レン性不飽和化合物と反応する基(放射線硬化性の基)を含有する１またはそれ以上の化合
物と、次に、
　(Ｃ)(Ｂ)以外の１またはそれ以上の飽和のヒドロキシル含有化合物(これら化合物の少
なくとも１つは≧２のＯＨ官能価を有する)と、
　(Ｄ)１またはそれ以上の脂肪族または脂環式カルボン酸のアンモニウム塩またはホスホ
ニウム塩を含有する触媒の存在下に、
≦１３０℃の温度で反応させ、化合物(Ｃ)との反応を、アロファネート基の形成と少なく
とも比例して行なうことを含んで成る方法。
【請求項２】
　成分(Ｄ)が、２-エチルヘキサン酸テトラブチルアンモニウム、ピバル酸テトラブチル
アンモニウム、２-エチルヘキサン酸コリン、ピバル酸コリン、２-エチルヘキサン酸メチ
ルコリンおよびピバル酸メチルコリンから成る群から選択される化合物を含んで成る請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　(１)アロファネート基；(２)化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和化合物
と反応する基(放射線硬化性の基)；および(３)任意にＮＣＯ反応性の基；を含有するバイ
ンダーであって、
　(Ａ)ウレトジオン基を含有する１またはそれ以上のＮＣＯ官能性化合物を、
　(Ｂ)イソシアネート反応性の基を含有し、かつ、化学線への暴露時に重合を伴ってエチ
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レン性不飽和化合物と反応する基(放射線硬化性の基)を含有する１またはそれ以上の化合
物と、次に、
　(Ｃ)(Ｂ)以外の１またはそれ以上の飽和のヒドロキシル含有化合物(これら化合物の少
なくとも１つは≧２のＯＨ官能価を有する)と、
　(Ｄ)１またはそれ以上の脂肪族または脂環式カルボン酸のアンモニウム塩またはホスホ
ニウム塩を含有する触媒の存在下に、
≦１３０℃の温度で反応させ、化合物(Ｃ)との反応を、アロファネート基の形成と少なく
とも比例して行なうことを含んで成る方法によって製造されるバインダー。
【請求項４】
　下記の成分を含んで成る被覆組成物：
　(ａ)請求項３に記載の１またはそれ以上のバインダー；
　(ｂ)任意に、遊離またはブロック化イソシアネート基を含有する１またはそれ以上のポ
リイソシアネートであって、化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和化合物と
反応する基を任意に含有するポリイソシアネート；
　(ｃ)任意に、(ａ)以外の化合物であって、化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性
不飽和化合物と反応する基を含有し、ＮＣＯ反応性の基を任意に含有する化合物；
　(ｄ)任意に、１またはそれ以上のイソシアネート反応性の化合物であって、化学線への
暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和化合物と反応する基を含有しない化合物；および
　(ｅ)１またはそれ以上の開始剤。
【請求項５】
　請求項３に記載のアロファネート基を含有する放射線硬化性バインダーから得られる被
覆剤で被覆された支持体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
　本発明を例示の目的で上に詳しく説明したが、この説明は、該目的のためだけのもので
あり、特許請求の範囲によって限定される以外は、本発明の思想および範囲から逸脱する
ことなく、当業者によってそれに変更を加えうることを理解すべきである。
　本発明の対象およびその好ましい態様を列挙すれば、以下の通りである：
　１．(１)アロファネート基；(２)化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和化
合物と反応する基(放射線硬化性の基)；および(３)任意にＮＣＯ反応性の基；を含有する
バインダーの製造方法であって、
　(Ａ)ウレトジオン基を含有する１またはそれ以上のＮＣＯ官能性化合物を、
　(Ｂ)イソシアネート反応性の基を含有し、かつ、化学線への暴露時に重合を伴ってエチ
レン性不飽和化合物と反応する基(放射線硬化性の基)を含有する１またはそれ以上の化合
物と、次に、
　(Ｃ)(Ｂ)以外の１またはそれ以上の飽和のヒドロキシル含有化合物(これら化合物の少
なくとも１つは≧２のＯＨ官能価を有する)と、
　(Ｄ)１またはそれ以上の脂肪族または脂環式カルボン酸のアンモニウム塩またはホスホ
ニウム塩を含有する触媒の存在下に、
≦１３０℃の温度で反応させ、化合物(Ｃ)との反応を、アロファネート基の形成と少なく
とも比例して行なうことを含んで成る方法；
　２．ウレトジオン基を含有する化合物を、ヘキサメチレンジイソシアネートから製造す
る上記１に記載の方法；
　３．成分(Ｂ)が、２-ヒドロキシエチルアクリレート、２-ヒドロキシプロピルアクリレ
ート、４-ヒドロキシブチルアクリレート、ポリエチレンオキシドモノ(メタ)アクリレー
ト、ポリプロピレンオキシドモノ(メタ)アクリレートおよびアクリル酸とグリシジルメタ
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クリレートとの反応生成物から成る群から選択される化合物を含んで成る上記１に記載の
方法；
　４．成分(Ｂ)が、２-ヒドロキシエチルアクリレート、２-ヒドロキシプロピルアクリレ
ート、４-ヒドロキシブチルアクリレート、ポリエチレンオキシドモノ(メタ)アクリレー
ト、ポリプロピレンオキシドモノ(メタ)アクリレートおよびアクリル酸とグリシジルメタ
クリレートとの反応生成物から成る群から選択される化合物を含んで成る上記２に記載の
方法；
　５．成分(Ｃ)が、モノマージオール、モノマートリオール、これらから誘導される１０
００ｇ／モル以下の数平均分子量を有するポリエーテルおよびポリアセトンから成る群か
ら選択される化合物を含んで成る上記１に記載の方法；
　６．成分(Ｄ)が、実質的に脂肪族または脂環式カルボン酸の四置換アンモニウムまたは
ホスホニウム塩から成る上記１に記載の方法；
　７．成分(Ｄ)が、２-エチルヘキサン酸テトラブチルアンモニウム、ピバル酸テトラブ
チルアンモニウム、２-エチルヘキサン酸コリン、ピバル酸コリン、２-エチルヘキサン酸
メチルコリンおよびピバル酸メチルコリンから成る群から選択される化合物を含んで成る
上記１に記載の方法；
　８．成分(Ｄ)が、２-エチルヘキサン酸テトラブチルアンモニウム、ピバル酸テトラブ
チルアンモニウム、２-エチルヘキサン酸コリン、ピバル酸コリン、２-エチルヘキサン酸
メチルコリンおよびピバル酸メチルコリンから成る群から選択される化合物を含んで成る
上記２に記載の方法；
　９．成分(Ｄ)が、２-エチルヘキサン酸テトラブチルアンモニウム、ピバル酸テトラブ
チルアンモニウム、２-エチルヘキサン酸コリン、ピバル酸コリン、２-エチルヘキサン酸
メチルコリンおよびピバル酸メチルコリンから成る群から選択される化合物を含んで成る
上記３に記載の方法；
　１０．成分(Ｄ)が、２-エチルヘキサン酸テトラブチルアンモニウム、ピバル酸テトラ
ブチルアンモニウム、２-エチルヘキサン酸コリン、ピバル酸コリン、２-エチルヘキサン
酸メチルコリンおよびピバル酸メチルコリンから成る群から選択される化合物を含んで成
る上記４に記載の方法；
　１１．反応を２０～１００℃の温度で行なう上記１に記載の方法；
　１２．(１)アロファネート基；(２)化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和
化合物と反応する基(放射線硬化性の基)；および(３)任意にＮＣＯ反応性の基；を含有す
るバインダーであって、
　(Ａ)ウレトジオン基を含有する１またはそれ以上のＮＣＯ官能性化合物を、
　(Ｂ)イソシアネート反応性の基を含有し、かつ、化学線への暴露時に重合を伴ってエチ
レン性不飽和化合物と反応する基(放射線硬化性の基)を含有する１またはそれ以上の化合
物と、次に、
　(Ｃ)(Ｂ)以外の１またはそれ以上の飽和のヒドロキシル含有化合物(これら化合物の少
なくとも１つは≧２のＯＨ官能価を有する)と、
　(Ｄ)１またはそれ以上の脂肪族または脂環式カルボン酸のアンモニウム塩またはホスホ
ニウム塩を含有する触媒の存在下に、
≦１３０℃の温度で反応させ、化合物(Ｃ)との反応を、アロファネート基の形成と少なく
とも比例して行なうことを含んで成る方法によって製造されるバインダー；
　１３．ウレトジオン基を含有する化合物を、ヘキサメチレンジイソシアネートから製造
する上記１２に記載のバインダー；
　１４．成分(Ｂ)が、２-ヒドロキシエチルアクリレート、２-ヒドロキシプロピルアクリ
レート、４-ヒドロキシブチルアクリレート、ポリエチレンオキシドモノ(メタ)アクリレ
ート、ポリプロピレンオキシドモノ(メタ)アクリレートおよびアクリル酸とグリシジルメ
タクリレートとの反応生成物から成る群から選択される化合物を含んで成る上記１２に記
載のバインダー；
　１５．成分(Ｂ)が、２-ヒドロキシエチルアクリレート、２-ヒドロキシプロピルアクリ
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レート、４-ヒドロキシブチルアクリレート、ポリエチレンオキシドモノ(メタ)アクリレ
ート、ポリプロピレンオキシドモノ(メタ)アクリレートおよびアクリル酸とグリシジルメ
タクリレートとの反応生成物から成る群から選択される化合物を含んで成る上記１３に記
載のバインダー；
　１６．成分(Ｃ)が、モノマージオール、モノマートリオール、これらから誘導される１
０００ｇ／モル以下の数平均分子量を有するポリエーテルおよびポリアセトンから成る群
から選択される化合物を含んで成る上記１２に記載のバインダー；
　１７．成分(Ｃ)が、モノマージオール、モノマートリオール、これらから誘導される１
０００ｇ／モル以下の数平均分子量を有するポリエーテルおよびポリアセトンから成る群
から選択される化合物を含んで成る上記１３に記載のバインダー；
　１８．成分(Ｃ)が、モノマージオール、モノマートリオール、これらから誘導される１
０００ｇ／モル以下の数平均分子量を有するポリエーテルおよびポリアセトンから成る群
から選択される化合物を含んで成る上記１５に記載のバインダー；
　１９．下記の成分を含んで成る被覆組成物：
　(ａ)上記１２に記載の１またはそれ以上のバインダー；
　(ｂ)任意に、遊離またはブロック化イソシアネート基を含有する１またはそれ以上のポ
リイソシアネートであって、化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和化合物と
反応する基を任意に含有するポリイソシアネート；
　(ｃ)任意に、(ａ)以外の化合物であって、化学線への暴露時に重合を伴ってエチレン性
不飽和化合物と反応する基を含有し、ＮＣＯ反応性の基を任意に含有する化合物；
　(ｄ)任意に、１またはそれ以上のイソシアネート反応性の化合物であって、化学線への
暴露時に重合を伴ってエチレン性不飽和化合物と反応する基を含有しない化合物；および
　(ｅ)１またはそれ以上の開始剤；
　２０．上記１２に記載のアロファネート基を含有する放射線硬化性バインダーから得ら
れる被覆剤で被覆された支持体。
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